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図１　IC－8100EX（左）、RS－8100（右下）、UV－8100（右上）の外観
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IC－8100EX／
IC－8100ST

UV－8100

RS－8100

ES－8100

測定モード

脱気部

送液ポンプ

サンプラー
（IC－8100EX）

カラムオーブン

電気伝導度
（CM）検出器

UV／ Vis 検出器

脱気部

送液ポンプ

反応部

脱気部

ミキサー部

方式
系列

方式
流量範囲
流量正確さ

流量精密さ

耐圧
計量方式

注入再現性
サンプル注入量
サンプル点数

自動希釈
温調方式
温調範囲
温度正確さ
温度精密さ
収容本数

方式
セル容量
ノイズ
検出レンジ
温調方式

方式
波長

セル容量
ノイズ

方式
系列
方式
系列
流量範囲
流量正確さ

流量精密さ

耐圧
系列
温調範囲
反応コイル

方式
系列
方式
ミキサー

サプレッサー方式
ノンサプレッサー方式
真空脱気
1系列
2系列（2液切換ユニットオプション使用時）
直列デュアルプランジャ方式
0.10 ～ 5.00 mL／ min
±2 ％以内
※流量 0.7 ～ 1.5 mL／ min で純水送液時
±0.2 ％以内
※流量 0.7 ～ 1.5 mL／ min で純水送液時
35 MPa
ループ注入
可変量注入
CV0.5 ％以内
10 ～ 500 μL
100 点（50 点 × 2 ラック）
50 点（サンプラー冷却ユニットオプション使用時）
2，5，10，20，50，100 倍
アルミブロック温調
25 ～ 45 ℃
±0.5 ℃
±0.1 ℃
分析カラム（4.6 mmI.D. × 15 cm）2 本
ガードカラム 1本
4極電極法
0.6 μL
0.1 nS／ cm 以下
50，500，5000，15000 μS／ cm
アルミブロック温調
（カラムオーブン内で温調）

シングルフローセル、デュアルビーム
195 ～ 369 nm（重水素ランプ）
370 ～ 700 nm（ハロゲンランプ）
13 μL
1.5 × 10－5 ABU 以内

真空脱気
2系列
直列デュアルプランジャ方式
2系列
0.10 ～ 1.00 mL／ min
±3 ％
※流量 0.3 ～ 0.6 mL／ min で純水送液時
±0.3 ％
※流量 0.6 mL／ min で純水送液時
10 MPa
2 系列
40 ～ 100 ℃
系列 A : 0.5 mmI.D. × 2 m
系列 B : 0.5 mmI.D. × 10 m

真空脱気
2系列（純水系、濃縮溶離液系）
低圧ミキシング
710 μL × 5 個

装　置 ユニット／内容 項　目 仕　　　様

ද̍　IC－8100 シリーズの主な仕様
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3．開発ポイントと結果

［1］上水項目一斉分析系の構築
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［2］ポストカラム反応システムへの対応
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［3］自動溶離液供給ユニットの開発
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［4］PCソフトウェアの改良
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［5］低価格機の開発
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図４　ES－8100を用いた長時間分析における溶出時間の変動
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図６　IC－8100ST へのマニュアル注入の様子
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